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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月23日(2018.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソルダーマスクをデジタル印刷する方法であって、この方法は、
　（１）樹脂および（２）ソルダーマスクインク組成物の合計重量に対して少なくとも２
０重量％の量の溶媒を含み、この組成物は、剪断速度１０ｓ－１および温度２５℃での粘
度が１０００ｃｐ未満である、ソルダーマスクインク組成物を提供することと；
　噴霧ガスを用い、空気アトマイザを用いて前記ソルダーマスクインク組成物からエアロ
ゾル流を作製することと；
　前記エアロゾル流がノズルを通過して進み、基材に対する前記ノズルの位置を変えつつ
、シースガスを用い、前記エアロゾル流を前記基材の上に集め、ソルダーマスクパターン
を選択的に堆積させることと；
　前記ソルダーマスクパターンを硬化させることとを含む、方法。
【請求項２】
　前記ソルダーマスクインク組成物は、温度２５℃で、剪断速度１０ｓ－１での粘度が１
０００ｃｐ未満であり、剪断速度４９５ｓ－１での粘度が３０ｃｐより大きい、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記ソルダーマスクインク組成物は、温度２５℃で、剪断速度１０ｓ－１での粘度が８
００ｃｐ未満であり、剪断速度４９５ｓ－１での粘度が５０ｃｐより大きい、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記基材が、導電性トレースを含む印刷回路基板用基材である、請求項１に記載の方法
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【請求項５】
　前記エアロゾル流の流速が、少なくとも２．０ｍｇ／分の乾燥重量のソルダーマスクレ
ジストを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ノズルは、大きさが１００ミクロン～１０ｍｍであり、前記噴霧ガスは、流速が９
００～１４００ＳＣＣＭの範囲であり、前記シースガスは、流速が２００～１３００ＳＣ
ＣＭの範囲である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記噴霧ガスの流速は、前記シースガスの流速よりも５０～２００ＳＣＣＭ大きい、請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記樹脂が、ビスフェノールＡエポキシ樹脂、フェノールホルムアルデヒド樹脂、アク
リル酸で修飾されたエポキシ、ならびに、フェノール、アミン、および酸無水物からなる
群から選択される１つ以上の架橋部を有する脂環式またはヘテロ環に由来するエポキシか
らなる群から選択されるエポキシ樹脂である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記樹脂がビスフェノールＡエポキシ樹脂である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記樹脂が、下記式
【化１】

を有し、式中、ｎは２～５００の範囲である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記溶媒が、大気圧で少なくとも１３５℃の沸点を有し、２０℃で５ｍｍＨｇ未満の蒸
気圧を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記溶媒が、ジアルキレングリコールモノアルキルエーテル、アルコキシベンゼン、Ｃ

５－Ｃ８アルコールおよびＣ２－Ｃ４アルカンジオールからなる群から選択される、請求
項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ジアルキレングリコールモノアルキルエーテルが、ジエチレングリコールモノアル
キルエーテルおよびジプロピレングリコールモノアルキルエーテルからなる群から選択さ
れる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記溶媒が、ブチルカルビトールである、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記組成物が、さらに非イオン系界面活性剤を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記非イオン系界面活性剤が、ポリアルキレングリコール、ポリソルベート、ポリグリ
セロールポリリシノレート、オクタデカン酸［２－［（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ）－３，４－ジ
ヒドロキシ－２－テトラヒドロフラニル］－２－ヒドロキシエチル］エステル、オクタデ
カン酸［（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ）－２－［１，２－ビス（１－オキソオクタデカオキシ）エ
チル］－４－ヒドロキシ－３－テトラヒドロフラニル］エステル、Ｃ８～Ｃ２２長鎖アル
コール、置換または非置換のオクチルフェノール、ポリエチレングリコールモノイソヘキ
サデシルエーテル、ドデカン酸２，３－ジヒドロキシプロピルエステル、グルコシド、脂
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肪酸アミド、親水性ポリエチレンオキシド鎖および芳香族炭化水素の親油性基または親水
性基を有する非イオン系界面活性剤からなる群から選択される、請求項１５に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記非イオン系界面活性剤が、少なくとも１つのポリエチレングリコールブロックおよ
び少なくとも１つのポリプロピレングリコールブロックを含むブロックコポリマーである
、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　レジストマスクをエアロゾル印刷する方法であって、この方法は、
　（１）エポキシ樹脂および（２）インク組成物の合計重量に対して少なくとも２０重量
％の量の溶媒を含み、この組成物は、剪断速度１０ｓ－１および温度２５℃での粘度が１
０００ｃｐ未満である、インク組成物を提供することと；
　噴霧ガスを用い、空気アトマイザを用いて前記インク組成物からエアロゾル流を作製す
ることと；
　前記エアロゾル流をノズルを通過して進ませ、基材に対する前記ノズルの位置を変えつ
つ、シースガスを用い、前記エアロゾル流を前記基材の上に集め、レジストマスクパター
ンを選択的に堆積させることと；
　前記レジストマスクパターンを硬化させることとを含む、方法。
【請求項１９】
　前記溶媒は、下式
【化２】

のジエチレングリコールモノアルキルエーテルであり、Ｒ１は、Ｃ３～Ｃ６アルキル基で
ある、請求項１８に記載の方法。
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